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Fotorezystor cienkowarstwowy
z chlodzong warstwa fotoczula
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Przedmiotem wynalazku jest fotorezystor cien-
kowarstwowy z chlodzong warstwa fotoczulg prze-
znaczony do detekcji promieniowania podczerwo-
nego.

Znane fotorezystory cienkowarstwowe z chlodzo-
na warstwa fotoczula skladaja si¢ z obudowy wy-
konanej w postaci naczynia Dewara z umieszczo-

nym na dnie zewnetrznej jej Scianki oknem dla

promienjowania podczerwonego, warstwy fotoczulej
osadzonej we wnetrzu obudowy na $ciance zbiorni-
ka czynnika chlodzacego naprzeciw okna oraz elek-
trod zbierajacych sygnal elektryczny z warstwy fo-
toczulej i doprowadzen 1Iaczgcych uklad elektrod
z przepustami elektrycznymi wyprowadzonymi na
zewnatrz obudowy. :

Fotorezystor cienkowarstwowy wedlug wynalaz-
ku charakteryzuje sie tym, ze podloze ukladu elek-
trod i warstwy fotoczulej bedace czes$ciag S$cianki
obudowy zbiornika czynnika chlodzgcego stanowi
plaski obszar usytuowany na czeSci kulistej tego
zbiornika, na ktérej sg umocowane doprowadzenia
elektryczne. Doprowadzenia elektryczne w postaci
folii metalowej sg wtopione w $cianke zbiornika na
obszarze jej cze$ci kulistej, stycznie do powierzch-
ni tak, aby zachowane bylo plynne przéjéciev mieg-
dzy powierzchnig podloza i powierzchnig folii. Kat
miedzy powierzchnia folii i maskujaca ja warstwa
materialu jest nie wiekszy od 10°. Wtopione kofice
doprowadzeni sa ‘skierowane w kierunku obszaru
plaskiego $cianki zbiornika. Folia metalowa  moze
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by¢ wstepnie mocowana do $cianki na przyklad
przy pomocy perelek szklanych.

Rozwigzanie takie, w ktérym uklad elektrod jest
naparowywany na plaski obszar, a jego kontakty
i zamocowania doprowadzen nie lezg w plaszczyz-
nie tego obszaru zapewnia dobre przyleganie maski
do podloza i w rezultacie otrzymanie wyraznych,
pozbawionych rozmyé krawedzi elektrod.

Wtopienie korica doprowadzenia elektrycznego w
podloze i zrealizowanie plynnego przej$cia miedzy
powierzchnia podloza i powierzchnig doprowadze-
nia zapewnia pewne i trwale polgczenie kontaktu
elektrody z odprowadzeniem nienaraZone na prze-
rwanie w miejscu styku doprowadzenia z podlo-
zem.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
kladzie wykonania na rysunku schematycznym za-
wierajacym przekréj osiowy czesci obudowy foto-
rezystora zawierajgcej element fotoczuly.

Warstwa fotoczula 1 wykonana z tellurku olowiu
jest osadzona na elektrodach 2 polgczonych z dopro-
wadzeniami elektrycznymi 3.

Podloze ukladu elektrod 2 i warstwy fotoczulej 1
stanowi plaski obszar 4a usytuowany na czesci ku-
listej 4b zewnetrznej §cianki 4 szklanego zbiornika
cieklego azotu 5. Doprowadzenie elektryczne 3 wy-"
konane z cienkich tasiemek platynowych sg umo-
cowane za pomocg szklanych perelek 6 do czesci
kulistej zbiornika, a ich korice 3a skierowane w
strong obszaru plaskiego sa wtopione stycznie
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w material podtoza przy czym kat 7 jaki tworza ze
sobg folia doprowadzen 3a i maskujaca je warstwa
szkla 8 jest w granicach 2—5 stopni. Cienkowar-
stwowe elektrody 2 sg naparowane prézniowo na
plaski obszar podloza 4a, a ich kontakty 2a — na
czeSci obszaru powierzchni kulistej 4b zawierajace]
wtopione doprowadzenie 3.

Rozwigzanie konstrukcyjne fotorezystora wedlug
wynalazku stosowane jest w cienkowarstwowych
detektorach promieniowania podczerwonego wyko-
nywanych 2z tellurku olowiu wykorzystywanych
w automatyce i kontroli proceséw przemyslowych,
a zwlaszcza w termografii jako elementy przyrzg-
déw przydatnych w elektronicznej technice pomia-
rowej.

Zastrzezenie patentowe

Fotorezystor ciekowarstwowy z chlodzong warstwa
fotoczuly skladajgcy sie z obudowy w postaci naczynia
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Dewara, warstwy fotoczuleji elektrod z d\oprow.ad‘ze-
niami znamienny tym, ze podloze  ukladu elek-
trod (2) i warstwy fotoczulej (1) stanowi plaski ob-
szar (4a) usytuowany na czes$ci Kkulistej (4b) ze-
wnetrznej S$cianki (4) zbiornika czynnika chlodzg-
cego (5) wykonanego korzystnie ze szkla, a kon-
takty ukladu elektrod (2a) sg naniesione na dopro-
wadzenia elektryczne (3) wykonane z cienkiej folii
metalowej korzystnie z platyny wtopione 'stycznie
do powierzchni w obszar czesci kulistej (4b) podlo-
za tak, ze konce wtopione (3a) sg skierowane
w strone obszaru plaskiego podioza (4a) i kat (%)
jaki tworzg ze sobg wtopione czesci folii: (3a) i ma-
skujaca jg warstwa (8) materiatu - $cianki- (4) jest
nie wiekszy od kilku stopni korzystnie '.2‘?+5f’,xprzy
czym folia metalowa jest bgdz nie jest W'stépnie
przymocowana do czeéci kulistej zbiornika za po-
mocg perelek (6) wykonanych korzys‘tnie z tego sa-
mego materiatu co Scianka (4).
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